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Abstract 
Atomization, crystallinity, and electrochemical characteristics of powdery NiO 
treated by mechanical grinding (MG) were examined.  XRD analysis and TEM 
observations showed that MG generated rapid atomization of NiO particles in the initial 
stage of treatment up to 20 h and further MG resulted in gentle atomization.  
Electrochemical measurements showed that the specific capacitance of treated NiO 
increased with increase in MG time.  After 190 h of MG treatment, the specific 
capacitance was ca. 62 F/g, about 30-times greater than that of an untreated sample.  
This increment is probably due to the increase in the specific surface area of NiO 




























NiO には市販(関東化学製)の粉体を用い、遊星型ボールミル(FRITSCH 製 puluerusette 
5)による MG 処理を行った。ボールミルの使用条件は、26 mm(内径)×27 mm(高さ)の




10 mm)を濃硝酸液中 120分浸漬後、蒸留水で洗浄、更に 80℃で 3時間乾燥した。乾燥
した Pt板上にMG処理した試料とポリテトラフルオロエチレン(PTFE、5 wt %)を混合
したものに n-メチルピロリジノンを数滴滴下して調製したペースト状試料を約 0.5 mg
塗布し、60 ℃で 3時間乾燥し電極を作製した。この電極を作用極として対極に Pt、参
照極に飽和カロメル電極（SCE）を用いた三極系でサイクリックボルタメトリー(CV)
を用いて静電容量の変化を検討した。なお、測定溶液には 1 M KOH溶液を用いた。 
 
3．結果と考察 
 図 1 には MG 処理前試料（以後 MG-0h と略記する）と MG 処理 190 時間後試料
（MG-190h）の XRDパターンを示した。どちらのパターンにも NiOの岩塩型構造に対







































































料の電子顕微鏡(TEMの明視野)観察を行った（図 3）。図 3(a)で示したMG-0h試料の TEM
像において、楕円で囲んだ粒子のサイズは 244×416 Å、(b)に示した MG-190h 試料の
楕円で囲んだ部分の粒子サイズは 66×109 Åであった。これより微粒子化が起こって
いることが確認できた。 
次に調製した NiO の電気化学挙動について検討した。図 4 の実線は（MG-190h）を
Pt板上に薄く塗布した電極の 1 N KOH中における CVを示した。なお、点線は Pt板の








（a）MG-0h 試料の TEM 像  （b）MG-90h 試料の TEM 像 
図 3. 明視野での TEM 観察 
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試料(2 F/g)に比べて約 30 倍と大幅に増大した。 














































本研究から、市販の NiO粉体はMG処理により、244×416 Å（未処理試料）から 66
×109 Å（190 h処理試料）へと微粒子化した。この微粒子化により NiOの静電容量は
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